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1. Wysokotemperaturowa kuweta gazowa
sktadajaca sig z cylindrycznego naczynia re-
akcyjnego w ksztalcie rurki zamknigtej z
obydwu stron okienkami IR, ktéra zaopatrzo-
na jest we wlot 1 wylot gazéw reakcyjnych
oraz posiadajaca element grzejny zasilany
pradem elektrycznym o duzym natezZeniu,
znamienna tym, 7e posiada plaszcz chlodza-
¢y (7) osadzony na obydwu koricach rurki
(1), sciSle przylegajacy do okienek (6), a
element grzejny stanowi nawinigta na rurke
(1) spirala grzeina (2), umieszczona w Otuli-
nie (3) wypelniajacej przestrzedi pomiedzy
rurkg (1) a ostong ekranujaca (4).

2. Kuweta wedhug zastrz. 1, znamienna
tym, Ze $rednica zewnetrzna plaszcza chio-
dzacego (7) jest rtéwna Srednicy okienek (6),
a jego szerokos§¢ wynosi 1/3 dtugoéci strefy
grzewczej spirali grzejnej (2).
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Wysokotemperaturowa kuweta gazowa

Zastrzezenia patentowe

1. Wysokotemperaturowa kuweta gazowa skladajaca si¢ z cylindrycznego naczynia re-
akcyjnego w ksztalcie rurki zamknigtej z obydwu stron okienkami IR, ktra zaopatrzona jest we
wloti wylot gazéw reakcyjnych oraz posiadajaca element grzejny zasilany pradem elektrycznym
o duzym natezeniu, znamienna tym, ze posiada plaszez chiodzacy (7) osadzony na obydwu
korcach rurki (1), Scisle przylegajacy do okienek (6), a element grzejny stanowi nawinigta na
rurke (1) spirala grzejna (2), umieszczona w otulinie (3) wypelniajgcej przestrzeni pomigdzy
rurka (1) a ostong ekranujacs (4).

2. Kuweta wedhug zastrz. |, znamienna tym, Ze Srednica zewngtrzna ptaszcza chiodzace-
g0 (7) jest rtéwna $rednicy okienek (6), a jego szeroko$¢ wynosi 1/3 diugodci strefy grzewczej
spirali grzejnej (2).

Przedmiotem wynalazku jest wysokotemperaturowa kuweta gazowa, pozwalajaca na
prowadzenie analizy zmian sktadu chemicznego reaktywnych mieszanin gazowych w warun-
kach "in situ". Kuweta dostosowana jest do pomiaru metoda fourierowskiej spektroskopii w
podczerwieni. Badania przebiegu reakcji w fazie gazowej sa niezbedne do wyjasnienia mecha-
nizmu procesu osadzania warstw zwigzk$w nieorgamicznych (SisNg, 5iC, BN, AIN) metoda
chemicznej krystalizacji z fazy gazowej CVD. Jest to zasadniczy problem w projektowaniu
szczegdtowych technologii dia otrzymywania produktéw o optymalnych wtadciwoSciach fizy-
cznych i chemicznych.

Znane amerykaiiskie firmy Graseby Specac 1 Harrick Scientific Corporation, specjalizu-
jace si¢ w produkcii urzadzen do badaft metodg spektroskopii w podczerwieni, oferuja kuwety
gazowe pozwalajace na pomiary w temperaturach zaledwie do 500°C. Kuwety produkowane
przez te firmy, maja postac cylindrycznego naczynka wykonanego z trudno topliwego materiatu,
w ktérym umieszczone sg okienka IR, odpowiednio ustalone i uszczelnione. Kuwety zaopatrzone
sa we wlot i wylot gazu reakcyjnego, zamykane przez odpowiednie kurki odcinajace. Kuwety
ogrzewane sg do odpowiedniej temperatury poprzez zamocowane na zewnatrz kuwety lub w jej
wnetrzu, elementy grzejne, zasilane pradem elektrycznym o duzym natezeniu. ‘

Niedogodnoscig opisanych kuwet jest ich nieprzydatno$¢ do badad reakcji w ukiadach
CVD, ze wzgledu na ich niskie temperatury pracy. :

Istotg kuwety wedtug wynalazku jest to, Ze posiada ptaszcz chtodzacy osadzony na obydwu
koricach rurki stanowiacej naczynie reakcyjne, ktdry §cisle przylega do okienek. Element grzejny
stanowi nawinigta na rurke spirala grzejna, umieszczona w otulinie wypehiajacej przestrzefi
pomigdzy rurkg a ostong ekranujaca. Srednica zewnetrzna plaszcza chlodzacego jest réwna
Srednicy okienek, a jego szerokos¢ korzystnie wynosi 1/3 dlugoéci strefy grzewczej spirali.

Zaletg kuwety wediug wynalazku jest mozliwo$¢ dokonywania bezpos§rednich pomiaréw
w warunkach "in sitn” zmian sktadu fazy gazowej do temperatur 1000°C. Ponadto umozliwia
ona analizg skiadu tych gazéw w warunkach przeptywowych oraz w uktadzie zamknietym.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku przedsta-
wiajacym kuwetg w przekroju wzdhiznym.

Zasadnicza czgscia kuwety jest rurka 1 wykonana ze szkla kwarcowego, na ktérej nawi-
nigta jest spirala grzejna 2 o mocy 100 W, co zapewnia uzyskanie maksymalnej temperatury
gazéw wewnatrz kuwety do 1000°C. Dla izolacji cieplnej rurka 1 otoczona jest otuling 3,
wykonang z widkien Al,Os i ostonigta jest ostona ekranujaca 4, ktéra w tym uktadzie zapobiega
réwniez stratom cieplnym wskutek promieniowania. Pomiary temperatury gazéw wykonuje si
stosujac termoelement 5 w ostonie kwarcowej. Rurke 1 zamykaja z obydwu stron szczelnie
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przylegajace okienka IR 6 z KBr, przepuszczajace promieniowanie podczerwone w zakresie
czgstotliwosei odpowiednich dla badanych ukladéw gazowych. Okienka te przyklejone sg do
plaszeza chitodzacego 7, kiérym jest chfodnica wodna wykonana z miedzi, tak, ze wykiucza ona
mozliwo§¢ kontaktu goracych gazéw z materiatem klejacym. Srednica ptaszcza chtodzacego 7
jest rdwna Srednicy okienek 6, a jego szeroko$¢ wynosi korzystnie 1/3 dhugosci strefy grzewczej
spirali 2. Doprowadzenie reagentéw z ukladu dozujacego, nieuwidocznionego na rysunku
oraz odprowadzenie gazéw poreakcyjnych odbywa si¢ poprzez rurki 8, wykonane ze szkla
kwarcowego.

W warunkach eksploatacyjnych kuweta o dhugosci 155 mm, $rednicy rurki 21 mm,
$rednicy okienka 53 mm i szerokosci plaszcza chiodzacego 20 mm, zostata uzyta do badad
mechanizmu reakcji chemicznych podczas osadzania warstw SiC, SisNyg 1 TiO; z reaktywnych
mieszanin gazowych, odpowiednio CH3SiCls + Ar + Hy, NHs + SiHy + Ar, TiCls + O2 + Ar, w
temperaturach do 1000°C. W wyniku pomiaru uzyskano obrazy widm w warunkach "in situ",
ktére pozwolily na okrelenie przebiegu reakcji chemicznych w powyzszych uktadach oraz

dostarczyly bezposrednich danych dotyczacych mechanizmu wzrostu warstw.
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